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@Resumen:

Malla atenuadora de radiaciones electromagnéticas y
uso de la misma.

Comprende al menos un metal seleccionado del
grupo comprendido entre anisotropos e isétropos;
estando la malla (1, 1a, 1b, 1e) prevista en un cuerpo
laminar (4) segun una configuracién selecciona entre,
particulas suspendidas, hilos (1), una lamina (1a) y un
conjunto de laminas; y de acuerdo con una
disposicién seleccionada entre aislada, embebida,
suspendida y adherida en dicho cuerpo laminar (4); y
estando, ademas, dicho cuerpo laminar (4) constituido
por un material seleccionado entre transparente,
transltcido y opaco, para obtener un cuerpo laminar
gue atenuUe los campos electromagnéticos, para
proporcionar proteccion frente a los mismos.

Aviso:

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION
MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS Y USO DE
LA MISMA
OBJETO DE LA INVENCION

La invencidén se refiere a una malla constituida por al
menos un metal de materiales anisétropos o isdétropos que se
dispone en un cuerpo laminar en forma de particulas
suspendidas o en forma de hilos, microhilos o nanohilos
metdlicos desnudos o revestidos con cualquier material,
hilos no metdlicos revestidos con metal, ¢ la combinacidn
de diferentes tipos de hilos metdlicos o no metalicos
entrelazados o trenzados tejidos en trama y urdimbre, o la
utilizacién de lamina metdlica continua, microfresada,
microtaladrada, micropunzoconada, realizando
microelectroerosidn por hilo y por penetracién,
micromecanizado por laser, microconformado, microinyeccién,
de forma que dicha malla, conjunto de hilos, hilos se
dispongan aisladamente, embebidos, suspendidos, adheridos

de cualquier forma o principio en una lamina de vidrio,

cristal, pléasticos sintéticos, polimeros, materiales
naturales modificados, termoplésticos, elastdémeros
termoestables, resinas y aerogeles, asi como cualguier

otro elemento componente transparente, translucido u opaco,
que tenga como finalidad actuar decorativa, sanitaria,
aislante o industrialmente como si de vidriec, tablero,
ldmina o conjunto de ellas o cristal se tratara, de forma
que se obtenga una lamina que atenle los campos
electromagnéticos.

Por tanto, 1la invencién es aplicable en cualquier
sector de la industria en el que se utilicen laminas
flexibles o rigidas que tengan como finalidad actuar
decorativa, sanitaria, aislante o industrialmente como si
de vidrio, tablero, lamina o conjunto de ellas o cristal se
tratara, y mas concretamente es aplicable en el sector de
la construccién, por ejemplo para su aplicacidén en

ventanas, balcones, escaparates, separaciones de zonas,
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aislamientos, revestimientos, etc. de forma que los
elementos empleados en las mismas constituyen un elemento
atenuante de los campos electromagnéticos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En el estado de la técnica es conocida la
incorporacién de telas metédlicas de acero, etc., dentro de
superficies de vidrio para aumentar la resistencia de éste,
en caso de rotura por impacto, y en caso de rotura por
impacto, mantener la superficie unida, evitando que 1los
trozos resultantes se desprendan de la lamina. Esta
configuracidén no estd pensada para producir la atenuacidn
de los campos electromagnéticos, y adem&s no presentan la
configuracidén adecuada que permita realizar esta funcién.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

Para conseguir los objetivos y resolver los
inconvenientes anteriormente indicados, la invencidén ha
desarrollado una nueva malla para atenuar ondas
electromagnéticas que se caracteriza porque comprende al
menos un metal seleccionado del grupo comprendido entre
anisdétropos e 1isdétropos; estando la malla prevista en un
cuerpo laminar segun una configuracién selecciona entre,
particulas suspendidas, hilos, una lamina y un conjunto de
laminas; y de acuerdo con una disposicidén seleccionada
entre aislada, embebida, suspendida y adherida en dicho
cuerpo laminar; y estando, ademas, dicho cuerpo laminar
constituido por un material seleccionado entre
transparente, translucido y opaco, para obtener un cuerpo
laminar que atenle los campos electromagnéticos, en el
rango de frecuencias comprendido entre 0.8 GHz y 20 GHz,
tal y como se ha podido comprobar experimentalmente en
ensayos realizados.

Con esta nueva configuracidén se consigue realizar el
efecto jaula de Faraday que provoca que el campo
electromagnético en el interior de un conductor en

equilibrio sea nulo, anulando el efecto de los campos
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externos. Esto se debe a que, cuandoc el conductor esté
sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza, de
manera dgue dqueda cargado positivamente en la direccidén en
que va el campo electromagnético, y cargado negativamente
en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha
polarizado, este genera un campo eléctrico igual en
magnitud pero opuesto en sentido al campo electromagnético,
luego la suma de ambos campos dentro del conductor seré
igual a O.

La malla también prevé las mejores condiciones para el
efecto GMI (efecto de magnetostriccidén gigante). E1 efecto
de GMI consiste en la fuerte dependencia de la impedancia
eléctrica de un conductor ferromagnético con  campo
magnético axial aplicado (HZ) cuando una corriente
eléctrica alterna de frecuencia (f) estd fluyendo a 1lo
largo de 1la muestra. Aunque el efecto de GMI se ha
observado en una amplia variedad de materiales, los hilos
amorfos con magnetostriccidén casi nula exhiben las mejores
condiciones para el efecto de GMI.

Inicialmente, el efecto de GMI fue interpretado en
términos del efecto clasico de "skin" en un conductor
magnético con permeabilidad magnética escalar, como
consecuencia del cambio en la profundidad de penetracién de
la corriente alterna por el campo magnético aplicado de
corriente continua (dc). La impedancia eléctrica, Z, de un
conductor magnético en este caso se puede escribir como:

Z = Rdc kr Jo(kr) / 2 Ji(kr); con k = (1+3)/d; donde Jy y J1
son funciones Bessel, r es el radio de hilo y d 1la
profundidad de penetracién que es igual a: d = (p s mf f)-
1/2; dénde s es la conductividad eléctrica, f la frecuencia
de la corriente a lo largo de la muestra, y mf
permeabilidad magnética circular (se asume gque tiene
cardcter escalar). El1 campo magnético aplicado de dc
introduce cambios en la permeabilidad circular, mf. Por 1lo

tanto, la profundidad de penetracién también cambia vy
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finalmente da lugar a un cambio de Z.

Otra de 1las propiedades de la malla es la radio-
enmascaracidén flexible: en este caso se constituye por una
capa volumétrica destinada a enmascarar las ondas de radio
y Opticas (visual) en objetos tanto méviles como inmdviles
que y posean las caracteristicas del transmisor del radar.
La malla se confecciona de materiales incombustibles vy
puede ser coloreada obteniendo unos minimos siguientes:
Nivel de amortiguamiento a la reflexién de la onda
electromagnética incidente superior a 10 dB en polarizacidn
arbitraria y direccidén en la gama de frecuencias de 0.8 a
20 GHz.

Esta nueva configuracién reduce la excesiva
contaminacidén radioceléctrica que nos rodea, de forma que se
proporciona una proteccién de los C.E.M (Campos Electro
Magnéticos)debilitando sustancialmente la sefial, creando
filtros trampa, mitigando asi las consecuencias de dichos
C.E.M.

En el caso en que la malla esté constituida por hilos,
éstos pueden ser metdlicos desnudos, metdlicos revestidos,
no metalicos revestidos con metal, o una combinacidén de los
anteriores vy segun una configuracién seleccionada entre
entrelazados y trenzados tejidos en trama y urdimbre.

Los tejidos que forman los hilos anteriormente citados
sirven para el apantallamiento de la radiacién
electromagnética, ya que durante la incidencia de una onda
electromagnética en la superficie de separacidén de dos
medios (malla vy cuerpo laminar), parte de la onda
electromagnética se refleja en la superficie, mientras que
otra parte penetra y se extiende dentro del otro medio
(cuerpo laminar en el que estd incluida la malla), vy
finalmente parte se absorbe por el material del segundo
medio (se convierte en calor). El valor del coeficiente de
apantallamiento, Ks, se define como 1la relacidédn de 1la

energia a trasmitida al incidente de la siguiente forma: K;
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= P,/Ps; donde: P, es la energia de la onda incidente; Ps la
energia de la onda transmitida. Puesto que la onda
electromagnética contiene componentes eléctrica Y
magnética, la interaccidén de la onda electromagnética y el
medio pueden tener principalmente naturaleza eléctrica, es
el caso de conductores (no ferromagnéticos) o medios
dieléctricos, y también naturaleza magnética, comoc en el
caso de un medio con permeabilidad magnética superior a 1.

Los hilos de la malla pueden ser microhilos o
nanohilos.

La sensibilidad cerca al 600% del cambio relativo del
de la impedancia se ha observado recientemente en
microhilos amorfos con la magnetostriccidédn casi nula.

Se define el cociente de magnetoimpedancia, DZ/Z,
como: DZ/Z = [Z (H) - Z (Hpax)] / Z (Hpax); donde Hu.x el
maximo campo magnético longitudinal DC del orden de 2400
A/m aplicado con un solenoide largo. Todas las medidas
fueron realizadas a temperatura ambiente, con la alineacidn
del eje del microhilo perpendicular al campo de tierra.

En el caso en el que la malla esté constituida por una
lamina metédlica, se prevé gue esté seleccionada entre una
lamina continua, microfresada, microtaladrada y

micropunzonada; obtenida por un proceso seleccionado entre

microelectroerosién por hilo y por penetracidn,
micromecanizado por laser, microconformado, y
microinyeccién.

El cuerpo laminar sobre el que estd prevista la
malla estd seleccionado entre una lamina de vidrio,
cristal, plasticos sintéticos, polimeros, materiales
naturales modificados, termoplasticos, elastémeros
termoestables, resinas vy aerogeles.

En una realizacién de la invencidén el didmetro de los
hilos, conjunto de hilos, laminas es mayor o igual a 0,1
micras, y ademds se prevé gue dicho didmetro pueda estar

comprendido entre 0,01 micras y 20000 micras. Se
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contemplard para la realizacién de los nanohilos o
nanoparticulas que el didmetro sea menor a 0,1 micras.

La malla forma cuadriculas que imposibilitan 1la
penetracidén total o parcial de campos electromagnéticos a
través del vidrio o de material cristalino, tablero, lamina
o conjunto de ellas donde la malla, conjunto de hilos,
laminas o sustratos se encuentren aisladamente, embebidos,
suspendidos, adheridos. Las cuadriculas, rombos o)
cualquier otra distribucién para la malla, el hilo,
conjunto de hilos, lamina o conjunto de laminas presentan
una separacidén (luz o hueco) en uno y otro sentido entre
0.05 micras y 100 cm.

Los materiales anisdétropos o isdbtropos aislados o en
particulas suspendidas o en forma de hilos, microhilos o
nanohilos metéalicos desnudos o revestidos con cualquier
material, hilos no metdlicos revestidos con metal, o la
combinacién de diferentes tipos de hilos metdlicos o no
metalicos entrelazados e} trenzados, lamina metédlica
continua, microfresada, microtaladrada, micropunzonada,
realizando microelectroerosién por hilo y por penetraciédn,
micromecanizado por léser, microconformado, microinyeccién
pueden ser de distintos materiales como oro, plata,
platino, plomo, niquel, bronce, bromo, cobre, zinc, estafo,
aluminio, 6xidos de hierro, hidréxidos de hierro,
oxidréxidos de hierro, acero, acero inoxidable, titanio
ferrita en todas sus variantes, boro, baritina, Indio,
Tungsteno, hierro carbonyl, pentacarbonyl del hierro,
grafito, grafeno, coltan, niobio, manganeso, magnesio,
tantalo, cuarzo, plasticos sintéticos, polimeros,
materiales naturales modificados, termoplésticos,
elastémeros termoestables, resinas y aerogeles, agua, yeso,
cemento, Silicato tricalcico, Silicato bicélcico, Aluminato
tricédlcico, Aluminatoferrito tetracédlcico, ligquidos
dieléctricos, celulosa, algodén, fluopolimeros, fibra de

vidrio, silicona y una combinacidén de los anteriores.
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Los materiales no metalicos citados tienen 1la
finalidad de producir una mejora en el comportamiento de
apantallamiento de radiaciones electromagnéticas,
aumentando asi el rendimiento de atenuacidén tras combinarse
con los materiales metalicos, siempre y cuando gue la
combinacidén de materiales sigua realizando las funciones de
la jaula de Faraday, basandose en las propiedades de un
conductor en equilibrio electrostatico. Cuando la malla se
coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las
cargas positivas se guedan en las posiciones de la red; los
electrones, sin embargo, que en un metal son libres, se
mueven en sentido contrario al campo eléctrico y, aunque la
carga total del conductor es cero, uno de los lados de la
malla (en el que se acumulan los electrones) se gueda con
un exceso de carga negativa, mientras que el otro lado se
queda sin electrones (carga positiva).

La invencidén también prevé materiales anisdétropos o
isbétropos aislados o en particulas suspendidas o en forma
de hilecs, microhilos o nanohilos metédlicos desnudos o
revestidos con cualquier material, hilos no metdlicos
revestidos con metal, o la combinacidén de diferentes tipos
de hilos metdlicos o no metdlicos entrelazados o trenzados,
lamina metélica continua, microfresada, microtaladrada,
micropunzonada, realizando microelectroerosién por hilo y
por penetracién, micromecanizado por laser,
microconformado, microinyeccidén o sustratos puedan estar
constituidos por una combinacién cualquiera de los metales
sefialados en aleacidn, variante y oxidacién.

En una realizacién de la invencidén el grado de pureza
del metal es superior al 15% del material dominante.

En otra realizacién de la invencidn para los metales
altamente conductores como titanio ferrita en todas sus
variantes, boro, baritina, indio, tungsteno, hierro
carbonyl, pentacarbonyl del hierro, coltan, niobio,

manganeso, magnesio y Tantalo y no metales con
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caracteristicas conductoras como el grafito y grafeno
presentando un grado de pureza del metal es superior al 5%.

Las formadas en la malla metdlica, estédn determinadas
por un tejido de tipo seleccionado entre liso, asargado,
reps liso, reps asargado, ligamentoc tateflan, ligamento
plano, ligamento holandés simple, ligamento sarga,
ligamento sarga holandés, ligamento holandés inverso,
ligamento de malla amplia, ligamento sarga de cinco caladas
y ligamento de malla multiple.

La invencidén también se refiere al uso de una malla
metdlica, para aplicaciones en las que el cuerpo laminar
realiza una funcidn seleccionada entre decorativa,
sanitaria y aislante.

Para realizar el apantallamiento de objetos y/o
espacios, dentro de los cuales no hay situadas fuentes de
radiacién electromagnética. En construcciones/disefios vy
dispositivos que requieren la proteccidédn contra las fuentes
externas de la radiacién electromagnética, es conveniente
utilizar reflectores de apantallamiento que contengan
materiales conductores (cobre, plata, aleaciones sobre su
base) no magnéticos. Dependiendo del tipo del objeto para
ser sometido a proteccidén, el apantallamiento puede ser
flexible y elastico utilizando, por ejemplo, tejidos finos;
articulos rigidos de pléastico, poliméricos, de vidrio o de
papel.

Para realizar apantallamiento diario de recintos o
espacios de trabajos, en los cuales ademés de la proteccién
contra las fuentes externas de la radiacién se requiere la
supresién de la radiacidn electromagnética y la re-emisidn
de una fuente interna de radiacidén razonable utilizando un
apantallamiento gue absorbe el reflejo. En este caso, el
sistema de apantallamiento contiene materiales con alta
impedancia a 1las frecuencias de funcionamiento de 1la
fuente. Por ejemplo, en los espacios y recintos donde

funcionan fuentes de emisidén de HF es razonable utilizar
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materiales gque muestran una frecuencia de resonancia de
absorcién a la del funcionamiento de la fuente.

Para realizar apantallamientc para proteccidén de
trabajadores (personal de servicio) en los que el nivel de
radiacién electromagnética resulta ir cada dia en
condiciones crecientes. En esta situacién es razonable
utilizar pantallas electromagnéticas de mualtiples capas
reflectantes/absorbentes, donde la capa externa refleja la
onda electromagnética incidente, y el interior absorbe las
ondas que pasan y las que reflexionan.

Por tanto la invencidén proporciona un debilitamiento
del nivel de la radiacién electromagnética en los espacios
habitables, la proteccidén de las personas que trabajan en
la vecindad de las fuentes de radiacidén electromagnética, y
la mejora en la compatibilidad electromagnética de 1los
dispositivos electrébébnicos; como son pequefias lineas de
comunicacién de alta frecuencia para el uso en alta
computacidén; lineas de comunicacidén de alta frecuencia
emparejadas para componentes intra-modulares y conexiones
dentro de los circuitos integrados; microelectrodos para la
salida de potenciales de tejidos y de células vivas.

A continuacidén para facilitar una mejor comprensién de
esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la
misma se acompafian una serie de figuras en las gque con
caridcter ilustrativo y no limitativo se ha representado el
objeto de la invencidn.

BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS

Figura 1.- Muestra una vista en alzado y una vista
lateral de un primer posible ejemplo de realizacidén en el
que la malla de hilo metdlico forma un tejido 1liso que
queda embebido en una lédmina de cristal.

Figura 2.- Muestra una vista en alzado y una vista
lateral de otro posible ejemplo de realizacidén en el que la
malla de hilo metdlico forma un tejido asargado embebido en

un cristal.

10
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Figura 3.- Muestra un tercer ejemplo de realizacidn
de la invencidén en el que la malla de hilo metdlico forma
un tejido reps liso.

Figura 4.- Muestra un cuarto ejemplo de realizacidén en
el que la malla metdlica forma un tejido reps asargada
embebido en un cristal.

Figuras 5a a 5c¢.- Muestran diferentes realizaciones en
las que se detallan distintas perforaciones realizadas en
una plancha, para obtener la malla.

Figura 6a a 6f.- Muestran diferentes realizaciones en
las que se detallan diferentes tipos de lamina o plancha
metalicas perforadas con troquelado adicional de plegado de
su superficie; es decir diferentes tipos de perfiles de
malla para el caso en el que esté constituida por una
lamina o conjunto de laminas.

Figura 7a y 7b.- Muestran un ejemplo de realizacidn en
el que se detallan unas mallas expandidas de metal gque se
obtiene a partir de una lamina continua microfresada.

Figura 8.- Muestra un ejemplo de realizacidén en el que
se detalla un esquema de enrejado prensado.

DESCRIPCION DE LA FORMA DE REALIZACION PREFERIDA

A continuacidén se realiza una descripcidén de la
invencién basada en las figuras anteriormente comentadas.
Se Detallan descripciones de la malla 1, 1la, de 1la
invencién predefinidas, pudiendo éstas sufrir variaciones
dependiendo de las caracteristicas de los materiales
utilizados, ya sean materiales anisdétropos o isdtropos, y
dependiendo de que la malla 1, 1la, esté prevista en un
cuero laminar 4 segun una configuracidén aislada o en
particulas suspendidas o en forma de hilos, microhilos o
nanohilos metdlicos desnudos o revestidos con cualquier
material, hilos no metdlicos revestidos con metal, o la
combinacién de diferentes tipos de hilos metdlicos o no
metdlicos entrelazados o trenzados.

En una realizacidén de la invencidn comprende una malla

1"
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1 constituida por hilos o filamentos continuados desnudos
que tratados a modo de hilo comin, se tejen en urdimbre 2 y
en trama 3 como si de un hilo convencional se tratara, de
forma que se obtiene la tela metdlica formando cuadriculas
que imposibilitan la penetracién total o parcial de campos
electromagnéticos, de diferentes configuraciones, tal vy
como se muestra en las figuras 1 a 4, en las que en la
figura 1 se muestra una configuracién de malla 1 de tejido
lisa, en la figura 2 una configuracibén asargada, en la
figura 3 una configuracidén reps lisa, que proporciona una
atenuacidén de campos magnéticos mayor a la de las figuras 1
y 2, y en la figura 4 se muestra una configuracién reps
asargada, que a su vez proporciona una mayor atenuacién de
los campos electromagnéticos que la configuracién
representada en la figura 3. Las configuraciones del tejido
puede ser cualquiera del estado de la técnica.

La malla 1 se dispone embebida en una l&mina 4 de un
compuesto, como puede ser vidrio, cristal, plasticos
sintéticos, polimeros, materiales naturales modificados,
termopléasticos, elastémeros termoestables, resinas 3%
aerogeles, asi como cualguier otro elemento componente
transparente, translucido u opaco.

La malla 4 es aplicable en cualquier sector de la
industria en el que se utilicen léminas 4 flexibles o
rigidas que tengan como finalidad actuar decorativa,
sanitaria, aislante o industrialmente como si de vidrio,
tablero, lamina o conjunto de ellas o cristal se tratara, vy
mads concretamente es aplicable en el sector de la
construccidén, por ejemplo para su aplicacidén en ventanas,
balcones, escaparates, separaciones de zonas, aislamientos,
revestimientos, etc. de forma que los elementos empleados
en las mismas constituyen un elemento atenuante de los
campos electromagnéticos.

En las figuras 5a y 5b se muestra un ejemplo en el que

la malla esta constituida por una lamina la en la que se

12
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han practicado unos microorificios 5 circulares, realizados
por microfresadora, microtaladradora, micropunzonadora,
microelectroerosionadora por hilo y por ©penetraciédn,
micromecanizadora por léaser, microconformadora, o
microinyectora.

En 1la figura 5c los microorificios presentan una
configuracidén rasgada 5a.

La la&mina la puede ademés estar troquelada, tal y como
se muestra en las figuras 6a a of.

La malla también podria ser una lamina metdlica
continua.

En las figuras 7a y 7b se muestran dos ejemplos de
realizacidén de mallas 1b que se obtienen a partir de una
ldmina metdlica continua microfresada.

Las mallas de metal expandidas o desplegadas son
productos semiacabados de metal rigido que han sido
procesadas mediante corte y estrado de una plancha de un
solo proceso, segun el patrdn de disefio.

En el proceso no se produce pérdida de material, sino
que las aberturas 6 se forman directamente por el corte vy
el posterior desplegado.

El material entre cortes tiene suficiente resistencia
y no necesita tejerse o soldarse con posterioridad.

En 1las figuras 7a y 7b se muestran dos formas
distintas de malla 1b, pero éstas pueden adoptar cualquier
configuracidén de las previstas en el Estado de la técnica.

En la figura 8 se detalla un esquema de una malla de
enrejado prensado o electrosoldado 1lc, de forma que en el
caso de las mallas 1lc de enrejado prensado se forman por
pletinas de borde 7 provistas de ranuras especiales donde
se colocan barras transversales 8 complementarias, de forma
que se fijan unas a otras por presidén uniforme. En cambio
las mallas de enrejado electrosoldado, parten del mismo
principio de las de prensado, pero en este caso la unidn

entre la pletina de borde 7 y la barra transversal 8 se
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produce por soldadura eléctrica. En cualquiera de los casos
la malla 1c incorpora pletinas intermedias 9 de apoyo vy
fijacién de las barras transversales 8.

Los materiales con los que se constituye la malla 1,
la, 1b, 1lc seran oro, plata, platino, plomo, niquel,
bronce, bromo, cobre, zinc, estafio, aluminio, acero, acero
inoxidable, titanio ferrita en todas sus variantes, boro,
baritina, Indio, Tungsteno, hierro carbonyl, pentacarbonyl
del hierro.

En combinacién con los metales anteriores la malla 1,
la, 1b, 1lc también puede incorporar materiales no metales
como grafito, grafeno, coltan, niobio, manganeso, magnesio,
tantalo, cuarzo, plasticos sintéticos, polimeros,
materiales naturales modificados, termopléasticos,
elastdémeros termcestables, resinas y aerogeles, agua, yeso,
cemento, Silicato tricéalcico, Silicato bicélcico, Aluminato
tricalcico, Aluminatoferrito tetracédlcico, liquidos
dieléctricos, celulosa, algoddn, fluopolimeros, fibra de
vidrio, silicona, ¢éxido de hierro( hematita, maghemita o
magnetita),hidrdéxido de hierro( bernalita), u oxidrdéxido de
hierro, (akaganeita, lepidocrocita, feroxihita o)
ferrihidrita), para mejorar el comportamiento de
apantallamiento de radiaciones electromagnéticas, tal vy
como fue explicado en el apartado de descripcidén de 1la
invencién.

Los materiales de la malla también puedan estar
constituidos por una combinacién cualquiera de los metales
seflalados en aleacidén, variante y oxidaciédn.

El grado de pureza para el material que compone los
hilos en si mismo o en aleacidén, es superior siempre y en
todos los casos al 15% del material dominante. En caso de
determinados materiales altamente conductores como son
titanio ferrita en todas sus variantes, boro, Dbaritina,
Indio, Tungsteno, hierro carbonyl, pentacarbonyl del

hierro, grafito, grafeno, coltan, niobio, manganeso,
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magnesio, Tantalo y otros materiales de similares
caracteristicas y aplicaciones el grado de pureza sera
superior al 5% del material dominante.

Los diédmetros de la malla 1, 1la, 1lb, 1lc para su
incorporacién al cuerpo laminar 4, son de 0,01 micras hasta
un didmetro madximo que permita el compuesto 4 receptor que
forma el conjunto y gque determine la efectividad frente a
la atenuacidén de campos electromagnéticos, como puede ser
un didmetro de 20000 micras. La separacidén entre las
cuadriculas, rombos o cualquier otra distribucién para la
malla, el hilo, conjunto de hilos, lé&minas presentan una
separacién (luz o hueco) en uno y otro sentido entre 0.05
micras y 100 cm.

Mediante la configuracidén descrita de la invencidn, se
obtiene un escudo protector frente a los campos
electromagnéticos que protege a las personas en aquellos

lugares en los que se instale.
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REIVINDICACIONES

1.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
caracterizada porqgue comprende al menos un metal
seleccionado del grupo comprendido entre anisdétropos e
isdétropos; estando la malla prevista en un cuerpo laminar
segun una configuracién selecciona entre, particulas
suspendidas, hilos, una lamina y un conjunto de laminas; vy
de acuerdo con una disposicién seleccionada entre aislada,
embebida, suspendida y adherida en dicho cuerpo laminar; y
estando, ademés, dicho cuerpo laminar constituido por un
material seleccionado entre transparente, translicido vy
opaco, para obtener un cuerpo laminar que atente los campos
electromagnéticos, en el rango de frecuencias comprendido
entre 0.8 GHz y 20 GHz.

2.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segun reivindicacién 1, caracterizada porque los hilos
estdn seleccionados entre metdlicos desnudos, metédlicos
revestidos, no metélicos revestidos con metal, y
combinacién de los anteriores segun wuna configuracién
seleccionada entre entrelazados vy trenzados tejidos en
trama y urdimbre.

3.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segun reivindicacidén 2, caracterizada porque los hilos
estdn seleccionados entre microhilos y nanohilos.

4.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segin reivindicacién 1, caracterizada porque la lémina
metdlica estd seleccionada entre una lémina continua,
microfresada, microtaladrada y micropunzonada; obtenida por
un proceso seleccionado entre microelectroerosidén por hilo
y por penetracidn, micromecanizado por laser,
microconformado, y microinyeccidn.

5.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segun reivindicacién 1, caracterizado porque el cuerpo
laminar sobre el que estd prevista la malla esté

seleccionado entre una lamina de vidrio, cristal, pléasticos
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sintéticos, polimeros, materiales naturales modificados,
termoplasticos, elastdémeros termoestables, resinas y
aerogeles.

6.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segin una cualquiera de 1las reivindicaciones 1, 2 o 4,
caracterizado porque el didmetro de la malla es mayor O
igual a 0,1 micras.

7.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
segin reivindicacién 3, caracterizado porque el diadmetro de
la malla es menor a 0,1 micras.

8.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNﬁTICAS,
seguin una cualgquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado porque el diadmetro de la malla esté
comprendido entre 0,01 micras y 20000 micras.

9.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS ’
segun una cualquiera de las reivindicacicnes 2 a 4,
caracterizado porque la malla presenta una configuracidn
seleccionada entre cuadriculas y rombos, que presentan una
separacidén tanto en sentido longitudinal como transversal
comprendida entre 0.05 micras y 100 cm.

10.- MATLA ATENUADORA DE RADIACIONES
ELECTROMAGNETICAS, segUn reivindicacién 1, caracterizado
porque la lamina comprende al menos un material
seleccionado entre oro, plata, platino, plomo, niquel,
bronce, bromo, cobre, zinc, estafio, aluminio, 6éxidos de
hierro, hidréxidos de hierro, oxidrdéxidos de hierro, acero,
acero inoxidable, titanio ferrita en todas sus variantes,
boro, baritina, Indio, Tungsteno, hierro carbonyl,
pentacarbonyl del hierro, grafito, grafeno, coltan, niobio,
manganeso, magnesio, tantalo, cuarzo, pléasticos sintéticos,
polimeros, materiales naturales modificados,
termoplasticos, elastémeros termoestables, resinas y
aerogeles, agua, yeso, cemento, Silicato tricalcico,
Silicato bicalcico, Aluminato tricdlcico, Aluminatoferrito

tetracalcico, liquidos dieléctricos, celulosa, algodédn,
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fluopolimeros, fibra de vidrio, silicona y una combinacidn
cualquiera de los anteriores.

11.- MAT.IL.A ATENUADORA DE RADIACIONES
ELECTROMAGNETICAS, seguin reivindicacién 10, caracterizado
porgue el grado de pureza del metal es superior al 15%.

12.- MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES
ELECTROMAGNETICAS, segin reivindicacién 10, caracterizado
porque el grado de pureza del metal es superior al 5% para
los metales altamente conductores como titanio ferrita en
todas sus variantes, boro, baritina, indio, tungsteno,
hierro carbonyl, pentacarbonyl del hierro, coltan, niobio,
manganeso, magnesio y téntalo; y para los no metales con
caracteristicas conductoras como el grafito y grafeno.

13.-MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS,
seguin reivindicaciones 2 o 3, caracterizado la malla, esté
determinada por un tejido seleccionado entre liso,
asargado, reps 1liso, reps asargado, ligamento tateflan,
ligamento plano, ligamento holandés simple, ligamento
sarga, ligamento sarga holandés, ligamento holandés
inverso, ligamento de malla amplia, ligamento sarga de
cinco caladas y ligamento de malla maltiple.

14.- USO DE UNA MALLA ATENUADORA DE RADIACIONES
ELECTROMAGNETICAS, segun reivindicacién 5, caracterizado
porque se usa en aplicaciones en las que el cuerpo laminar
realiza una funcidn seleccionada entre decorativa,

sanitaria y aislante.
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

3,11-12, 14
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201031454

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideraciéon para la
realizacién de esta opinion.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 4678699 A (ALLIED CORP) 07.07.1987

2. Declaracion motivada segin los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior mas préximo al objeto de la solicitud. Este documento
afecta a la novedad y/o actividad inventiva de todas las reivindicaciones, tal y como se explicara a continuacion.

Reivindicacién 1

El documento DO1 describe el siguiente objeto (las referencias entre paréntesis se refieren a D01):

Malla metélica (ver fig. 4-7) atenuadora de radiaciones electromagnéticas que se dispone en un cuerpo laminar (ver figuras
1-3) formando un conjunto laminar que atendia campos electromagnéticos con frecuencias en el rango comprendido entre
los 0.8 GHz y los 20 GHz, en particular entre 0.8 GHz y 1 GHz (ver figuras 9-15).

En vista de lo anterior, se reconocen como idénticamente descritas todas las caracteristicas técnicas que definen el objeto
de la reivindicacion 1, por lo que ésta carece del requisito de novedad que se establece en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes

11/86.

Reivindicaciones 2-14

El resto de reivindicaciones dependientes de la 1, asi como la reivindicacion 14 referida al uso de la malla atenuadora, no
comprenden caracteristicas técnicas diferentes a las divulgadas en el estado de la técnica anterior o que en combinacion
con las reivindicaciones de las que dependen supongan una contribucién técnica diferencial que implique el ejercicio de un
esfuerzo inventivo para un experto en la materia, ya que en su mayoria se trata de selecciones arbitrarias de materiales,
dimensiones y configuraciones.

En consecuencia, a la vista del estado de la técnica anterior las reivindicaciones 2, 4-10 y 13 no satisfacen el requisito de
novedad (Art. 6.1 LP) y las reivindicaciones 3, 11-12 y 14 no satisfacen el requisito de actividad inventiva (Art. 8.1 LP).

En conclusion, la solicitud no satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley de Patentes
11/86.
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